





























倍されている ATO膜は Sb添加率が 3～凱で抵抗が最小となるが、本プ口ジェクトで、作製した膜で、
は添加率 1.0%で、もっとも低い抵抗を示したo
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Fig.2τhe relations between concentration of 
Sband surface resistance of A TO thin film 
Fig.3 The relations between surface resistance 





として一部 Clが残った SnCl4_/0R)xができており、製膜したときこの Clが残留
いるのではないかと考えた。そのため蛍光X線装置を使いSn02薄膜中の
Fig.4 Iこ膜中の残留埋素濃度を単位膜揮に換算した結果を示す。焼成温度 350°C～500°Cまで膜中
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Transmittance spectra of ATO and FTO glass 
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Fig.5 Fig.4 Redisual of chlorine containing in the 
filmannealed at various temperatures. 
(3）プ口ジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
特になし
(4）プロジェクト成果の応用鱒効果鍾構想
タッチパネjし、フレキシブル太陽需池の
（起業計画，市場での応用旬効果，特許化構想）
(5）利用施設
VBしの施設名：クリーンjレー ム
利用内容：機能性薄膜作製、薄膜性能評価
頻度：6時間／1目、 200日／年
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